Nazev verejné
zakazky:

Dodavka pulznich zdroj G pro magnetronovou depozici projektu NTIS
Dodavka pulzniho dvoukanalového elektrického zdroje SIPP 2000-USB pro pulzni
unipolarni a bipolarni magnetronové rozpraSovani jednoho az c&tyf ter€d a pro
synchronizované predpéti substratu

Odivodnéni vymezeni_technickych podminekpodle § 156 odst. 1 pism. ¢) zakoréa 137/2006 Sb.

Technicka podminka:

2. Pulzni dvoukanalovy

elektricky  zdroj SIPP
2000-USB  pro  pulzni
unipolarni a bipolarni
magnetronoveé

rozpraSovani 1 az 4 ter ¢a
a pro synchronizované
pFedp éti substratu

Vyrobce: MELEC GmbH
(SRN), www.melec.de
Stfedni vykon v period é:
2x5 kw

Vysokovykonovy méd

Maximalni nap éti:
+1000 V
Maximalni proud: +500 A

Délka nap ét'ovych pulz u:
=220 us
Opakovaci
pulza: <2 kHz
Mad st fednich frekvenci

frekvence

Maximalni nap éti:
+1000 V
Maximalni proud: +100 A

Délka nap ét'ovych pulz G:
25us

Opakovaci frekvence
pulz G: <50 kHz

Oduvodn éni

Tyto technické podminky jsou nezbytné pro nasleduji ci aplikace:

Depozice vrstev kov(l a reaktivni depozice vrstev oxidl, nitridd a oxynitrid{ pfi
praméru 1 az 4 rozpraSovanych ter¢ 50-100 mm, synchronizované predpéti
substratu o prdméru do 120 mm.

Elektricky zdroj musi p  fitom umoz fovat:

Pulzni magnetronové rozpraSovani (rychla detekce elektrickych obloukll a jejich
eliminace) 1 az 4 terCl pfi nejvySSim znamém stupni superpozice raznych
rozpraSovacich procest na jednotlivych terich (vysokovykonové pulzni
rozpraSovani s opakovaci frekvenci pulzt napéti do 2 kHz a pulzni rozpraSovani pfi
niz§im vykonu s opakovaci frekvenci pulzi do 50 kHz) v kombinaci s pulzni generaci
synchronizovaného predpéti substratu.

Variabilita tohoto elektrického zdroje jej pfeduréuje k vytvareni novych unikatnich
materialll na bazi viceprvkovych oxidd, nitridd a oxynitridd. Dva izolované vystupni
kanaly umoziuji rozmanité zplsoby depozice, napfiklad: unipolarni i bipolarni
vysokovykonové pulzni magnetronové napraSovani, unipolarni i bipolarni
magnetronové napraSovani se stfedni frekvenci (az 50 kHz), dualni bipolarni
magnetronové naprasovani, stejnosmérné naprasovani. Unikatni je rovnéz moznost
provozu v tzv. superponovaném moédu — mezi vysokovykonové pulzy (s frekvenci <2
kHz) Ize superponovat pulzy s frekvenci az 50 kHz. Timto zplsobem lze zvysSit
stabilitu reaktivniho napraSovani a zvySit tim kvalitu a uzitné vlastnosti
nadeponovanych tenkych vrstev.

Vyhoda dvou izolovanych vystupnich kanalt zdroje umoznuje pouzit jeden kanal na
rozpraSovani ter¢e(t) a druhy kanal na predpéti substratu. Oba kanaly Ize navic
synchronizovat. Velmi efektivné tak Ize ménit strukturu a vlastnosti vytvarenych
vrstev.




